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Тонкі металеві плівки на діелектричних або напівпровідникових підкладах 

виявляють властивості, цікаві як з точки зору фундаментальної науки, так і з 
точки зору їх технічних застосувань у нанорозмірних електронних пристроях.  

Метою даної роботи є розрахунок хімічного потенціалу та роботи виходу для 
алюмінієвої плівки в межах моделі невзаємодіючих електронів, які знаходяться в 
асиметричний прямокутній потенціальній ямі. Розглянуто два випадки: плівка 
знаходиться у вакуумі, плівка розташована на діелектричному підкладі. На 
відміну від [1] коректне врахування умови електронейтральності дає фізично 
правильні результати для хімічного потенціалу та роботи виходу, які прямують до 
своїх об’ємних значень зі збільшенням товщинн плівки. Верхні три криві на 
рис. 1(ліворуч) та нижні три криві на рис. 1(праворуч) отримані у [1] з 
неправильним врахуванням умови електронейтральності, нижні на рис. 1(ліворуч) 
та верхні на рис. 1(праворуч) — з коректним врахуванням умови 
електронейтральності, суцільні лінії — для алюмінієвої плівки у вакуумі, 
пунктирні — для алюмінієвої плівки на SiO2, штрихпунктирні — для алюмінієвої 
плівки на Al2O3, штрихдвопунктирна — для безмежної прямокутної потенціальної 
ями [2]. Горизонтальні суцільні прямі показують значення об'ємного хімічного по-
тенціалу та об'ємної роботи виходу для алюмінію в моделі невзаємодіючих 
електронів. 

  
Рис. 1. Хімічний потенціал µ  (ліворуч) та робота виходу W  (праворуч)  

як функція товщини плівки slabl . 
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